
【Fig. 3】 

Two-dimensional Structure Prepolymer Polyurethane (N2 pad) Curing agent 

Modified Polyurethane (Hybrid pore pad) 
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【Fig. 4】 
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【Fig. 5】 
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【Fig. 6】 



【Fig. 7】 

N2 inert gas content (%) 
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【Fig. 8】 

Inert gas alone Inert gas + low-boiling blowing agent 
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【Fig. 9】 
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Apparatus Wafer Slurry Disk 

POLI-762  Oxide T C7 

【Fig. 10】 
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【Fig. 11】 



【Fig. 12 (a)】 



【Fig. 12 (b)】 



【Fig. 12 (c)】 


